
川 ，

护
喝E

r 
~ 
4写-

… T、
蜀，

事
‘
44 

/ 

美国近况 35 

新型尤胡制器

国际商业机械公司的科学家{向发现:当在原硅酸错上加以外磁塌时，光的铺振面旋膊的

效率比任何以前已知道的拥制材料要高十倍.原硅酸甜对征光和黄光是高度透明的，卉且在

但温下具有缺磁佳，稚尔德( Verdet) 常数是每厘米每奥斯特旋蹲2.5分，国际商业机械公

司在原硅酸卸容易加工 F 并且在化学上是稳定的。由国际商业机械公司倡导的这个研究方向

部分地得到空罩科学研究处的支持。

林青柏器自 Aviation Week Vol 79 ，随 14 ， p.9 1. 

综冲的化学抛光

电子元件工艺实脆宰的沙里支 (Miles V. Sullivan) 和科耳布(George A.Kol阶段明

了一种抛光嫁肺的方法。这种方法比以往常用的方法抛光得叉亮又平。他俩把溶解在甲醇中

的模作为化学腐触剂，同时使用电抛光错和硅用的旋搏抛光翰。依草这种联合，所有通常的

嫁肺表面都能在室温下抛得比一般化学抛光更平。将嫁醉薄片附着于一个小魄的表面上 7 然

后用 5 微米的组樊土手搓的→分锺直到所有薄片在同一平面内。这个小魄紧靠在用 Pellon

抛光复盖的俨盘上，然后放在甲醇梅澳的腐触剂中浸一夜。

腐触剂注λ抛光输和小境之固，同时输子以每分锺的72蹲蹲动。忧动腐触剂可以增加腐

触速牢。不同的澳浓度适用于不同的晶体表面。 把嫁石中抛光到 1 微米的平度的需30分锺。平

均表面起伏为:l: 20埃。

王能酶嚣自 Bell .Labs.Record 3.1963.p.93. 

人造如宝石的生古之

巴特耳把念研究所生长一种光学贸量良好的，作光受激发射用的征宝石。新方法是痛含

有微量氧化路的氧化组溶于氧化物或氟化物熔剂中。混合物加热使氧化物溶解舍却时，缸

宝石自H析出。可以用氧化铝晶体作晶种或倭桔晶开始。在这种新的熔剂注中F 枉宝石的秸晶

温度为1350 0F，较理在商品生产新用的Verneuil法的秸晶温度3500 0F要低得多。 T

幸自 Electronic Industry 22.15 (1963). 
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